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光学顕微鏡像
右端はover dose

実用例
・レジストパタニング

市販EB用レジストにて
100 nm L/Sパターンを描画
（右図）

・感度測定実験
1～200 µC/cm2の範囲
10ショットを約20分で
露光可能
（露光面積100×100 µm2と
設定した場合）

装置スペック
加速電圧 ： 50 kV
サンプルサイズ： 4インチウエハ
ショットサイズ： 1.3～10 nm
描画フィールド： 600×600 µm2


